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Abstract 



The invention relates to a sealing lip device for a respiratory mask, to a respiratory mask per se and to a 
method and mould for producing the same. According to the invention, the respiratory mask has an orifice 
(2) for receiving at least the nose tip of the mask wearer and a sealing lip (3) consisting of an elastomeric 
material, which surrounds the orifice and crosses the bridge of the nose. Said sealing lip has a supporting 
zone which lies against the face of a mask wearer. The elastic pliability of the sealing lip (3) is such that the 
sealing lip zone (a) which seals the area around the bridge of the nose has a greater pliability than the 
sealing lip zone (b1 , b2, c) which lies adjacent to the nostrils and/or the upper lip of the mask wearer, when 
the mask is applied to the face of the latter. From a production method viewpoint, the synthetic material is 
introduced in two separate injection-moulding steps, a support structure (4) with thick walls being preferably 
configured in the first step. 
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^ FORMWERKZEUGZURHERSTELLUNGDERSELBEN 





^ (57) Abstract: The invention relates to a sealing lip device for a respiratory mask, to a respiratory mask per se and to a method and 
^ mould for producing the same. According to the invention, the respiratory mask has an orifice (2) for receiving at least the nose tip 
fs| of the mask wearer and a sealing lip (3) consisting of an elastomeric material, which surrounds the orifice and crosses the bridge of 



^ the nose. Said sealing lip has a suppoiting zone which lies against the face of a mask v 
^ lip (3) is such that the scaling lip zone (a) which seals the area around the bridge of the n 
O lip zone (bl, b2, c) which lies adjacent to the nostrils and/or the upper lip of the mask wt 

Oof the latter. From a production method viewpoint, the synthetic material is introduced ii 
^ support structure (4) with thick walls being preferably configured in the first step. 



r. The elastic pliability of the sealing 
se has a greater pliability than the scaling 
arer, when the mask is applied to the face 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Dichtlippeneinrichtung fur eine Atemmaske, eine Ateramaske an sich, sowie 
ein Verfahren und Fonnweikzeag zur Herstellung derselben. Eifindungsgemass wird eine Atemmaske vorgeschlagen mit einer Aaf- 
nahmeoffiiung (2) zur Aufnahme wenigstens des Nasenspitzenbereiches eines Maskenanwenders, einer aus einem elastomeren Ma- 
terial gebildeten, um die Aufnahmeoffnung umlaufenden und den Nasenriicken ilberquerenden Dichtlippe (3), die eine zur Auflage 
auf dem Gesicht eines Maskenanwenders vorgesehene Auflagezone aufweist, wobei die Dichtlippe (3) derart elastisch nachgiebig 
angeordnetist, dass sich fiir die, den Bereich des Nasenruckens abdichtende Dichtlippen7X)ne (a) eine hohere Nachgiebigkeit ergibt 
als fiir die Dichtlippenzone (bl, b2, c), welche in Applikationsposition der Atemmaske den Nasenfiiigeln und/oder der Oberlippe 
eines Maskenanwenders benachbart ist. In verfahrenstechnischer Hinsicht wird das Kunststoifmaterial in zwei separaten Spritz- 
schrittcn eingebracht, wobci vorzugsweise eine dickwandige Triigcrslruktur (4) zuerst ausgebildct wird. 
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Dichtlippeneinrichtung fur eine Atemmaske, 
Atemmaske sowie Verfahren und Formwerkzeug zur 
3 Herstellung derselben 

Die Eifmdung betrifft eine Diclitlippeneinrichtung fur eine Atemmaske, eine Atem- 
maske an sich, sowie ein Verfahren und Formwerkzeug zur Herstellung derselben. 

10 

Insbesondere betrifft die Erfindung auf Atemmasken welche in abdichtender Weise 
auf den Nasenbereich aufsetzbar sind und hierbei eine im Bereich der Oberlippe des 
IVIaskenanwenders zwischen Mund und Nase verlaufende Abdichtungseinriclitung 
aufweisen. Atemmasken finden insbesondere im medizinischen sowie im technischen 
15 und Bereich zur Zufuhr eines Atemgases insbesondere unter Oberdruck, Anwendung. 

Bei diesen Atemmasken wird eine Abdichtung zur Gesichtsflache eines Anwenders 
iiblicherweise durch eine umlaufende und aus einem elastomeren Material gefertigte 
DIchtlippe erreicht. 

20 

Die mit einer derartigen Dichtlippe erreichte Dichtwirkung nimmt allgemein mit dem 
AnpreSdruck der Dichtlippe gegen die Gesichtsflache zu. Durch vergleiohsweise ho- 
he AnpreBdrQcke wird jedoch der Tragekomfort beeintrachtigt. Je nach Empfindlich- 
keit des Maskenanwenders bereitet die Langzeitanwendung der bekannten Atem- 

25 masken Unannehmiichkeiten. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Atemmaske zu schaffen bei welcher 
eine hohe Dichtwirkung auf zuverlassige Weise unter einem hohen Tragekomfort 
erreicht warden kann. 

30 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaR gelost durch eine Dichtlippeneinrichtung fiir 
eine Atemmaske mit einer Aufnahme5ffnung zur Aufnahme wenigstens des Nasen- 
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spitzenbereiches eines Maskenanwenders, einer aus einem elastomeren Material 
gebildeten, urn die AufnahmeSffnung umlaufenden und in Applil<ationsposition den 
Nasenrucken uberquerenden Dichtlippe die eine zur Auflage auf dem Gesicht eines 
IVIaskenanwenders vorgesefiene Auflagezone aufweist, wobei die Dichtlippe derart 
5 elastiscli nacligiebig angeordnet ist, daB sicli im Bereich des Nasenruckens eine Ii6- 
here Nachgiebigkeit ergibt als im Bereich der Nasenflugel und/oder der Oberllppe. 

Dadurch wird in vorteilhafter Weise bei einem hohen Tragekomfort eine hohe Kom- 
patibilitat zu unterschiedlichsten Gesichtstekturen erreicht. Die erfindungsgemaBe 
10 Atemmaske zeichnet sich insbesondere im Bereich des Nasenruckens durch eine 
hohe Dichtigkeit aus, ohne dali hierbei erhebliche Flachenpressungen auftreten. 
Durch die im Bereich des NasenrQckens erreichte hohe Dichtwirkung wird insbeson- 
dere Augenreizungen und Zugluftwahrnehmungen wirkungsvoll vorgebeugt. 

15 GemaB einer besonders bevorzugten AusfCihrungsform der Erfindung wird die defi- 
nierte Nachgiebigkeit der auf dem Nasenriickenbereich aufsitzenden Dichtlippenzone 
dadurch erreicht, daB die Dichtlippeneinrichtung im Bereich dieser Zone an einer 
Faltenbaigstruktur aufgehangt ist. 

20 Diese Faltenbaigstruktur ist vorzugsweise derart dimensioniert, daB diese bei ent- 
sprechend tiefem Eindrlngen des Nasenruckens, eine Anschiageinrichtung bildet. Die 
Hierbei zur Wirkung kommenden Anschtagflachen sind vorzugsweise derart ausge- 
bildet, daB diese spatestens im eingefederten Zustand eine vergleichsweise groB- 
flachige Aufiageflache bilden, so daB sich selbst bei Wirksamwerden der Falten- 

25 baigstruktur im eingefederten Zustand keine unzulassig hohen Flachenpressungen 
ergeben. 

In besonders vorteilhafter Weise ist der Faltenbaigstruktur eine durch unterschiedli- 
che Wandstarken definierte Gelenkcharakteristik verliehen. Vorzugsweise sind die 
30 Knick- oder Gelenkstelle vergleichsweise dQnnwandig ausgebildet, wogegen die da- 
zwischen liegenden Zonen geringfOgig dicker ausgebildet sind. Alternativ hierzu oder 
auch in Kombination mit dieser MaSnahme ist es auch moglich, Rollbalgstrukturen 
durch entsprechende Wanddicken vorzusehen. 
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In besonders vorteilhafter Weise weist die Faltenbalgstruktur mehrere FalteneinzQge 
auf. Vorzugsweise erstreckt sich wenigstens ein Falteneinzug vom Nasenrucken- 
bereich bis in einen, in Gebrauchsposition der Maske den NasenflQgeIn benach- 
barten Bereicii ininein. 

Insbesondere bei meiireren Falteneinzugen erstreckt sich vorzugsweise wenigstens 
einer derselben urn den gesamten Umfang der Dichtlippeneinrichtung herum. Die 
Federciiarakteristik des jeweiligen Falteneinzuges kann fOr bestimmte Umfangszonen 
derart definiert festgelegt werden, daB sich im Nasenruckenbereich eine hohere 
Nachgiebigkeit und im Bereich der Oberlippe oder insbesondere im Bereich der Na- 
senflugel (Diese Angaben erfolgen unter Bezugnahme auf die Applikatlonsposition 
der Maske) eine geringere Nachgiebigkeit ergibt. 

Insbesondere unter Anwendung der Faltenbalgstruktur im Nasenruckendicht- 
zonenbereich ist die Dichtungseinrichtung vorzugsweise derart ausgebildet, dali die, 
entgegen der Applikationsrichtung erreichte Nachgiebigkeit der Dichtlippe derart ab- 
gestimmt ist, daB sich im NasenflQgel- oder Oberlippenbereich eine Adaptions- bzw. 
Artikulationsachse ergibt. Hierdurch wird es mciglich, die entsprechende Atemmaske 
auf dem Gesicht des Maskenanwenders iibenwiegend im Bereich der den NasenflQ- 
geIn benachbarten Gesichtszonen sowie auf der Oberlippe aufzusetzen wobei die 
vorzugsweise auBerst dunnwandig ausgebildete, zur Abdichtung des Nasenruckens 
vorgesehene Dichtlippenzone entsprechend der Gesichtstektur gegenuber dem Mas- 
kenrahmen verschwenkt werden kann. Durch den in der Maske herrschenden Innen- 
druck kann dann dies schwenkbar gelagerte Dichtlippenzone gleichmaCig auf den 
Nasenriicken des Maskenanwenders aufgepreBt werden ohne daB hierbei den Innen- 
druck der Maske erheblich Qbersteigende Flachenpressungen eintreten. 

Die besonders vorteilhafte Kinematik und Gelenkcharakteristik des durch die Dichtlip- 
peneinrichtung gebildeten Maskenkissens kann insbesondere dadurch erreicht wer- 
den, daB in dem, den NasenflQgeIn oder der Oberlippe benachbarten Bereich der 
Dichtlippe lokal Zonen heherer Tragfahigkeit ausgebildet sind. 
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Die Zonen hoherer Tragfahigkeit sind gemaB einer besonders bevorzugten AusfQh- 
rungsform der Erfindung durch lokal verdickte Zonen der Dichtlippe gebildet. Der 
Obergang der lokal verdickten Zonen erfolgt vorzugsweise entlang linsenrandartiger 
Bereiche oder auch in flach auslaufender Weiss ggf. ohne daB der Obergang zwi- 
schen den Zonen deutlicli erkennbar ist. 

GemaB einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsfornn der Erfindung stutzen sicli die 
lokal verdickten Zonen iiber eine in die Dichtlippe eingeformte Stutzstruktur auf einer 
Maskenrahmenzone ab. Diese Maskenralimenzone ist vorzugsweise dickwandig 
ausgebildet und weist hierbei eine Wandstarke im Bereich von 3 bis 6 mm auf. 

Die Zonen hoherer Tragfahigkeit sind vorzugsweise pad-artig ausgebildet wie dies 
belspielhaft in Figur 1 dargestellt ist auf welche spater noch ausfQhrllch Bezug ge- 
nommen werden wird. 

Eine unter ergonomischen Gesichtspunkten besonders vorteiihafte Abstutzung des 
Maskenklssens wird dadurch erreicht, daB die Zonen hOherer Tragfahigkeit im Be- 
reich der- Gesichtskontaktzone jeweils eine im wesentlichen mondsichelformige Ge- 
stalt aufweisen. Die im Bereich der zur Auflage auf der Oberiippe vorgesehenen 
Schenkel jener Zonen hoherer Tragfahigkeit sind vorzugsweise derart verkQrzt aus- 
gebildet, daB im Bereich der Oberiippe in einem zwischen den Zonen hoherer Trag- 
fahigkeit eine Zone hoher Elastizitat und Nachgiebigkeit entgegen der Applikations- 
richtung ausgebildet ist. Diese hohere Nachgiebigkeit kann in vorteilhafter Weise er- 
reicht werden indem hier ebenfalls eine lokale Faltenstruktur oder eine entsprechend 
dunnwandlge Zone vorgesehen Ist. 

Die Dichtlippeneinrichtung ist gemaB einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
der Erfindung an einem Maskenbasiskorper angebracht. Der Maskenbasiskorper 
kann ebenfalls aus einem eiastomeren Material beispielswelse Sillkonkautschuk ge- 
bildet seln. GemaB einer besonders bevorzugten AusfQhrungsform der Erfindung Ist 
der Maskenbasiskfirper jedoch durch eine Hartschale beispielsweise aus einem voll- 
transparenten Material, gebildet. Diese Hartschale weist vorzugsweise einen, in Ap- 
plikatlonsposition zum Stirnbereich des Maskenanwenders weisenden Leitungsan- 
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schluR auf. Alternativ hierzu ist es auch maglich, die Hartschale mit einer zentralen 
Oder seitlichen AnschluBstuktur zur Ankoppelung einer Atemgasleitung zu versehen. 

Die Anbringung der Diclitlippeneinrichtung bzw. des Diciitkissens an der Hartschale 
5 Oder einem iViaskenbasiskorper erfolgt vorzugsweise durch Verwendung einer Kop- 
pelungsstruktur. Diese Koppelungsstruktur weist gemaB einer besonders bevor- 
zugten Ausfufirungsform der Erfindung seitens der Hartschale einen Umfangs- 
wulstabschnitt und seitens der Dichtlippeneinrichtung einen Rahmenabschnitt mit 
einem komplementaren Aufnahmefalz auf. Falz und Wulst sind vorzugsweise derart 
10 ausgebildet, daB sich im Falle einer Maskeninnendruck bedingten Aufweitung des 
Maskenkissens im Bereich der Koppelungsstruktur Flachenpressungen ergeben die 
stets hoher sind als der Maskeninnendruck. HIerdurch wird eine besonders zuver- 
lassige Dichtwirkung ohne Zusatz von Klebstoffen erreicht. 

15 In besonders vorteilhafter Welse sind Mittel vorgesehen zur Fixierung der Position der 
Dichtlippeneinrichtung gegenOber der Hartschale in Umfangsrichtung. Diese Mittel 
kSnnen beispielsweise durch Positionien/orsprunge oder insbesondere durch Durch- 
brechungen des Umfangswulstes gebildet sein. 

20 Der Dichtlippeneinrichtung ist vorzugsweise eine Vorspannung verliehen die in vor- 
teilhafter Weise durch elastische Verformung bei der Koppelung mit der Hartschale 
erreicht wird. Hierdurch wird es moglich das Verfonnungsverhalten der Dichtlippen- 
einrichtung definiert zu beeinflussen. Insbesondere ist es moglich bestimmte Zonen 
der Dichtlippeneinrichtung derart vorzuspannen, das der Bildung von KrSuselfalten im 

25 Bereich der Gesichtsabdichtungszone auf vorteilhafte Weise vorgebeugt ist. 

Der Rahmenabschnitt ist gemaR. einer vorteilhaften Ausfuhrungsform der Erfindung 
derart ausgebildet, daS dieser im wesentlichen in einer Ebene verlauft. Hierdurch wird 
eine vergleichsweise flache Bauweise der Hartschale und einfache Vorspannung des 
30 Maskenkissens moglich. 

Alternativ hierzu ist es jedoch auch mOglich, die Maskenanordnung derart auszu- 
bilden, dad der Rahmenabschnitt einen im Bereich der Artikulationsachse zur Zone 
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hoher Tragfahigkeit vordringenden Verlauf aufweist. Hierdurch wird es moglich be- 
reits der Hartschale selbst einen weitgehend der statistisch wahrscheinlichsten Ge- 
sichtstektur entsprechenden Verlauf zu verleihen. 

5 in vorteilhafter Weise liegt die Wanddicke der dunnen Zone im Bereich von 0,65 bis 
1,85 mm. Diese Wanddicke verleiht der Maske sine auch bei MaskendrOcken im Be- 
reich von 15 mbarausreiclnende Druckfestigkeit. 

Die Wanddicke der Zone hoher Tragfahigkeit liegt vorzugsweise im Bereich von 0,80 
10 bis 4mm. 

GemaB einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung wird das Mas- 
kenkissen durch ein mehrstufiges FormraumfQllverfahren hergestellt. Hierdurch wird 
es mSglich, der Zone hoher Tragfahigkeit eine gegenuber der Zone geringer Tragfa- 
15 higkeit abweichende Farbung zu verleihen. Auch ist es moglich die mechanischen 
Eigenschaften der fQr die jeweilige Zone jeweils verwendeten Werkstoffe definiert 
. abzustimmen. 

Die Zone hoher Tragfahigkeit ist vorzugsweise durch zwel vom unteren Eckbereich 
20 des Rahmenabschnittes aufragende und in die Dichtlippe als flache Schenkel aus- 
flieBende elastomere Abschnitte gebildet . Die Dichtlippe selbst ist vorzugsweise aus 
einem elastomeren Material insbesondere volltransparentem Siiikonkautschuk gebil- 
det. Die unmittelbar mit dem Gesicht des Maskenanwenders in Kontakt tretende 
AuBenflache des Maskenkissens ist vorzugsweise samtartig mattiert ausgebildet. 
25 Hierdurch wird ein verbessertes TragegefUhl erreicht. 

Eine unter fertigungstechnischen Gesichtspunkten besonders vorteilhafte Ausfiih- 
rungsform der Erfindung ist dadurch gegeben, daB die Hartschale an die Dichtlippen- 
einrichtung angespritzt ist. Hierdurch wird neben einer besonders zuverlassigen Kop- 
30 pelung von Hartschale bzw. Maskenbasiskorper und dem Maskenkissen auch einer 
unter bakteriologischen Gesichtspunkten unvorteilhaften Spaltbildung vorgebeugt. 
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Hinsichtlich eines Verfahrens zur Herstellung einer Dichtlippeneinrichtung fOr eine 
Atemmaske wird die eingangs genannte Aufgabe gelOst indem ein elastomeres 
Material in einen durch ein Formwerkzeug gebildeten Formraum eingebracht wird, in 
dam Formraum zumindest teilweise abbindet und nacin Offnen des Formwerlczeuges 
5 aus diesem entnommen wird, wobei das elastomere IVlaterial in zwei zeitlicli abfol- 
genden Schritten in den entsprechenden Formraum eingebracht wird. 

Dadurch wird as mogiicli, ein IVIasl^enl^issen zu schaffen das aine einzige Diclitlippe 
aufweist welciie eine nacfi IVlaBgabe der Belastbarl<eit und statistisch enwarteten 
10 Tel<turvarianz der entspreclienden Gesiclitszone definierte Nachgiebigl<eit in Applika- 
tionsrichtung aufweist. 

In vorteilhafter Weise werden eine Tragerstruktur der Dichtlippeneinrichtung und eine 
dunnwandige Zone der Dichtlippe in zeitlich separaten Schritten und ggf. unter Ver- 
15 wendung von Materialien unterschiedlicher mechanischer Eigenschaften und ggf. 
Farbe, gebildet. 

Vorzugsweise wird die Tragerstruktur in einem ersten Spritzschritt und die dilnnwan- 
dige Zone in einem nachfolgenden zweiten Spritzschritt gebildet. Die Einbringung des 
20 jeweiligen Materials erfolgt vorzugsweise durch Spritzen oder vorab durch entspre- 
chendes EinfQIIen in den Formraum. 

Der zur Fullung mit dem, die dunnwandige Zone bildenden Material vorgesehene 
Formraum wird vorzugsweise definiert, indem ein, eine DichtiippenauBenseite be- 
25 grenzendes Formwerkzeug von einem eine Dichtlippeninnenseite begrenzenden 
Kern abgehoben wird. 

Alternativ hierzu ist es auch moglich, die Tragerstruktur durch einen Formraum zu 
bilden der durch einen, eine Dichtlippeninnenseite begrenzenden Kern und ein Aus- 
30 senwerkzeug definiert ist, wobei zur Bildung der dunnwandigen Zone der Dichtlippe 
das Aulienwerkzeug gewechselt wird und anschlieliend das zur Bildung der dQnnen 
Zone vorgesehene l\4aterial in den nunmehr vorhandenen, fGr die dOnnwandige Zone 
vorgesehenen Formraum eingebracht wird und hierin abbindet. 
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In werkzeugtechnischer Hinsicht wird die eingangs angegebene Aufgabe gelost durch 
ein Formwerkzeug zur Herstellung einer Dichtlippeneinrichtung fur eine Atemmaske, 
mit einer Formkemeinrichtung die im Zusammenspiel mit einem FormauBenwerk- 
5 zeug einen Formraum mit einem Faltenabschnitt definiert. 

Dadurch wird es auf vorteilhafte Weise moglich, die Dichtlippeneinrichtung beispiels- 
weise Im Rahmen sines voll automatisierten Silikonspritzverfahrens herzustellen. 

10 Das FormauBenwerkzeug ist gemafi. einer besonders bevorzugten AusfQhrungsform 
der Erfindung mehrteilig ausgebildet. Vorzugsweise besteht das AuBenwerkzeug aus 
einer die DichtlippenaulSenflache begrenzenden FormhSlfte und einer mit dieser zu- 
sammenwirkenden, den ubrigen Bereich der AuBenflache des Dichtkissens begren- 
zenden Formhalfte. Der Innenbereich des Dichtkissens wird durch eine vorzugsweise 

15 einsttickige Kerneinrichtung begrenzt. Bei der beschrlebenen zweiteiligen AusfQh- 
rungsform des AuBenwerkzeuges ist es moglich, eine AuBenwerkzeughaifte entlang 
einer Entformungsachse abzuziehen, welche in eine zur Nasenruckenseite bzw. in 
eine der Oberlippendlchtzone abgewandte Richtung verlauft. Die lokal Im Nasen- 
rQckenbe.reich ausgeblldete Faltenbalgzone und die Entfomiungsachse sowie der 

20 Verlauf des Koppelungsrahmens des Maskenklssens sind vorzugsweise derart abge- 
stimmt, daB sich Entfomiungswinkel wenigstens Im Bereich von 2° ergeben. 

Die dem Maskenanwender zugewandte DichtlippenauSenseite ist insbesondere hier- 
bei vorzugsweise durch einen AuUenformwerkzeugabschnitt im Zusammenspiel mit 
25 der Formkemeinrichtung gebildet, wobel der AuBenformwerkzeugabschnitt eine um- 
laufende Formraumrinne aufweist welche die DichtlippenauBenseite definiert. 

-Die auBere Trennkante der Formraumrinne erstreckt sich vorzugsweise im Bereich 
der auBeren Umfangskante der Dichtlippe. Hierdurch werden etwaige Grate im Be- 
30 relch der Gesichtskontaktflachen auf vorteilhafte Welse vermieden. 

Eine unter fertigungstechnischen Gesichtspunkten besonders vortellhaft reallslerbare 
Ausfuhrungsfonn einer Leckageeinrichtung zur Ableitung von zumlndest tellweise 
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verbrauchter Atemluft in die Umgebung ist gem. einem besonderen Aspel^t der Erfin- 
dung gegeben durch eine Atemmaslce mit einem l\/Iasl<enkorper und einer Dichtkis- 
seneinrichtung, die aus einem elastomeren Material gebiidet ist und im Zusammen- 
spiel mit dem Maskenkorper einen Maskeninnenraum begrenzt und einer AuslaRein- 
5 ricfitung zur Ableitung von zumindest teilweise verbrauchtem Atemgas aus dem IVlas- 
keninnenraum, wobei die AuslalJeinrichtung einen Stromungswegabschnitt aufweist, 
der zumindest teilweise durcli die Dichtkisseneinriclitung definiert ist. 

Diese MaSnalime kann aucli unabhangig von den vorangeliend beschriebenen Aus- 
10 gestaltungen Anwendung finden. Vorteilhafte Weiterbildungen dieses, an sich eigen- 
standigen, Erfindungskomplexes sind in den Unteranspruchen angegeben. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteranspruchen an- 
gegeben. 

15 

Weitere Einzeiheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei- 
bung in Verbindung mit der Zeichnung. Es zeigen: 

Fig.1 eine perspektivische Ansicht eines Maskenkissens gemaiJ einer ersten Aus- 
20 fQhrungsform der Erfindung mit einer lokalen Faltenbalgstruktur und pad-artigen Zo- 
nen erhohter Tragfahigkeit im Bereich der in Applikationsposition den Nasenflugeln 
benachbarten Dicht-lippen nebst zugehSrigen Skizzen A1, A2 und A3 zur Illustration 
und begleitenden Eriauterung; 

25 Fig. 2 eine vereinfachte Seitenansicht einer weiteren Atemmaske mit einem Falten- 
einzug und einem im wesentlichen in einer Ebene verlaufenden Rahmenabschnitt; 

Fig. 3a eine vereinfachte Seitenansicht einer weiteren Ausftihrungsform eines Mas- 
kenkissens ebenfalls mit einem balgartigen Falteneinzug und angedeuteter Adapti- 
30 ons- bzw. Artikulationsachse; 

Fig. 3b eine vereinfachte Seitenansicht einer weiteren AusfQhrungsform einer Atem- 
maske mit einer nur im hinteren Drittel des Maskenkissens vorgesehenen Falte; 
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Fig. 4 eine vereinfachte Draufsicht auf eine Dichtlippe sowie Diagrammen zur quali- 
tativen Illustration einer bevorzugten Abstimmung der Tragfahigkelt der Dichtlippe; 

5 Fig. 5 eine Schnittansicht zur Erlauterung einer bevorzugten Ausfuhrungsform eines 
Faltenbereiciies mit einer durch Zonen unterscfiiedlicher Wanddicke festgelegten 
Gelenkcharakteristik einschlieUlich Prinzipskizze; 

Fig. Seine Skizze zur Erlauterung bevorzugter Querschnittsgestaltungen bei einer 
10 Dichtlippeneinrichtung gemaR der Erfindung; 

Fig. 7 eine Skizze zur Erlauterung der Nachgiebigkeit der gelenkartigen Aufhangung 
einer Dichtlippe; 

15 Fig. 8 eine Skizze zur Erlauterung airier bevorzugten MaBnahme zur Fixierung des 
Maskenkissens in Umfangsrichtung; 

Fig. 9 eine weitere Skizze zur Erlauterung eines bevorzugten Aufbaues eines Fonn- 
werkzeuges in Verbindung mit vorteilhaflen Ausgestaltungen eines Maskenbasiskor- 
20 pers (Hartschale); 

Fig. 10 eine vereinfachte Schnittansicht zur Erlauterung eines Faltenabschnittes mit 
mehreren Falteneinziigen und definierter Gelenkcharakteristik; 

25 Fig. 11 eine perspektivische Ansicht einer welteren bevorzugten Ausfuhrungsform 
einer Atemmaske mit einem, mit einer Lokalfaltenbalgstruktur versehenen Masken- 
Dichtkissen; 

Fig. 12 eine perspektivische Ansicht der Atemmaske gem. Fig. 1 1 von unten; 

30 

Fig. 13 eine vereinfachte Schnittansicht durch die auf der Oberlippe aufsitzende 
Dichteinrichtung, zur Erlauterung des weitgehend glattwandigen Obergangs der 
Dichtlippe in den Hartschalen-Maskenk6rper; 
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Fig. 14a eine vereinfachte Schnittansicht durch eine Dichtlippe mit integrierter Le- 

ckage-Offnung; 

5 Fig. 14b eine vereinfaclite Schnittansicht durch eine Dichtlippe mit integrierter Le- 
ci<age-Offnung, jedoch mit partieli vom Maskenrahmen begrenzten Stromungsweg; 

Fig. 14c eine vereinfachte Schnittansicht durch eine Dichtlippe mit integrierter Le- 
ckage-Offnung, mit in den Maskenrahmen eingefomriten und in den Dichtlippenrah- 
10 menabschnitt einfileBendem StrSmungsweg; 

Fig. 14d eine vereinfachte Schnittansicht durch eine Dichtlippe mit integrierter Le- 
ckage-Offnung, jedoch mit miteinander fluchtenden Kanalen in der Hartschale sowie 
der Dichtlippeneinrichtung; 

15 

Fig. 14e eine vereinfachte Schnittansicht durch eine Dichtlippe mit integrierter Le- 
ckage-Offnung, jedoch mit von innen an eine Durchgangsoffnung latzartig hochge- 
ftihrtem Abschnitt und darin ausgebildeter Durchgangsoffnung; 

20 Fig. 15 vereinfachte Skizzen bevorzugter Querschnitte der Stromungswege; 

Fig. 16 eine vereinfachte Prinzipskizze zur Eriauterung bevorzugter Leckagezonen. 

25 Die in Fig.1 dargestellte, als Maskenkissen 1 ausgebildete Dichtlippeneinrichtung ist 
aus einem elastomeren Material, hier transparenter Silikonkautschuk gefertigt. 

Das Maskenkissen 1 umfaGt eine um eine Nasenaufnahmeoffnung 2 umlaufende, 
Dichtlippe 3. Die Dichtlippe 3 weist eine bei der hier dargestellten Ausfuhrungsform 
30 konvex gekriimmte AuBenflache auf. 

Die Dichtlippe 3 ist derart ausgebildet und angeordnet, daR diese aus sich selbst her- 
aus Zonen unterschiedlicher TragfShigkeit aufweist. Bei der hier dargestellten AusfQh- 
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rungsform wird dies durch eine entgegen der Applikationsrichtung Z nachgiebige Auf- 
hangung der zur Auflage auf dem Nasenrucken vorgesehenen Dichtlippenzone a 
(siehe Skizze K1) erreicht. 

5 Zusatzlich hierzu ist die Dichtlippe 3 im Bereich der den Nasenfliigeln benachbarten 
Zone b1, b2 (Skizze K1) derail ausgebildet, dalS diese hier eine hohere Tragfahigkeit 
aufweist. Hierdurcfi wird eine Scliwenkbarkeit des Maskenkissens urn eine Adapti- 
onsachse X erreicht die quer durch das Maskenkissen in dem in der Skizze K1 durch 
den Buchstaben e gekennzeichneten Bereich verlauft. 

10 

Diese hShere Tragfahigkeit wird hier durch Pad-artig verdickte Zonen 4 erreicht die 
hier in vorteiihafter Weise mondsichelartig in die Dichtlippe 3 auslaufen. Die Zonen 4 
hOherer Tragfahigkeit sind jeweiis an einem ebenfalls vergleichsweise dickwandigen 
StQtzwandungsabschnitt 5 abgestutzt. Die Stutzwandungsabschnitte 5 bilden eben- 
15 falls einen integraien Bestandteil des Maskenkissens 1 und sind als dickwandige Zo- 
nen der vorderen sich in den Zonen b1 ,c und b2 erstreckenden Umfangswandung 
ven/virklicht. 

Die Nachgiebigkeit entgegen der Applikationsrichtung nimmt entlang der Dichtlippe 3 
20 ausgehend von den Zonen 4 hoher Tragfahigkeit bis zum nasenrilckenseitigen Zenit 
Q ab und steigt dann langsam bis zum AuBenrandpunkt R an. 

Die entgegen der Applikationsrichtung Z nachgiebige Lagerung der Zone a der Dicht- 
lippe 3 wird bei der dargestellten Ausfuhrungsform durch eine Faltenbalgstruktur mit 
25 unterschiedlicher Tragfahigkeit erreicht. 

Die unterschiedliche Tragfahigkeit wird hier sowohl durch die Geometrie und Anord- 
nung der Faltenbalgstruktur als auch durch einen besonderen Wandstarkenverlauf 
erreicht. Auf diesen Wandstarkenverlauf wird insbesondere in Verbindung mit den 
30 Figuren 5 und 6 noch naher eingegangen werden. 

Das Maskenkissen 1 umfaBt weiterhin einen umlaufenden Rahmen 8 welcher mit ei- 
ner Befestigungsprofilierung versehen ist, die komplementar zu einem, an eInem 
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Maskenbasiskorper (nicht dargestellt) ausgebildeten Befestigungsprofilabschnitt aus- 
gebildetist. 

Die Umfangslange des Rahmens 8 sowie deren Verlauf um eine zentrale Achse z 
5 des Maskenkissens 1 sind derart gewahit, daS in Verblndung mit einem Maskenba- 
siskorper eine definierte Vorspannung des fulaskenkissens 1 insbesondere tendenzi- 
elle Hervorwolbung nacli aul3.en erreicht wird. 

Die Wanddicke der Dichtlippe 3 bewegt sich bei der dargestellten Ausfulirungsform 
10 im Bereich von 0,6 bis 3,2 mm. 

Der Verlauf der die Nasenaufnahmeoffnung 2 umsaumenden Umfangskante u ist 
derart gewahit, dali zwei leicht zur Maskenachse z einwarts vorkragende Segmente 
s1, s2 (Skizze K3) gebildet werden. 

15 

Durch die Abstimmung des Verlaufes der Umfangskante u auf die konvexe Wolbung 
der Dichtlippe 3 kann ein Verfonnungsverhalten erreicht werden, bei welchem eine 
Aufweitung der Dichtlippe im Bereich der Umfangskante zu einer definiert erhShten 
Fiachenpressung auf dem Gesicht des Maskenanwenders fQhrt. 

20 

In einem vorderen stirnseltlgen MIttenbereich c ist eine weitere Zone mit verminderter 
Tragfahigkeit ausgeblldet. Diese definiert vermlnderte TragfShigkeit wird hier durch 
eine deutlich vermlnderte Wanddicke herbeigefuhrt. Es ist auch mSglich in der Zone 
0 lokale Falten- oder Rollbalgstrukturen vorzusehen. 

25 

Eine besonders bevorzugte Ausfuhrungsform einer Dichtlippeneinrichtung ist dadurch 
gegeben, daS in diese AuslaBoffnungen 50 integriert sind uber welche ein definierter 
Gasstrom aus dem Inneren der Atemmaske abstromen kann. Diese Auslafioffnungen 
weisen vorzugsweise wie in der Skizze K2 dargestellt einen sich nach auSen konisch 
30 verjtingenden Querschnitt auf. 

Vorzugsweise sind diese AuslaROffnungen zunachst beispielsweise durch einen dun- 
nen Film verschlossen und werden bedarfsgerecht beispielsweise durch Nadel- 
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punktion geoffnet. Wie aus dieser Skizze weiter ersichtlich ist das Maskenkissen 1 
Ober einen Rahmenabschnitt 8 an eineni Maskenbasiskorper 12 anbringbar. Hierzu 
ist vorzugsweise eine Umfangswulststruktur mit hakelnadelartigem Querschnitt und 
gerundeten Kanten, vorgesehen. 

5 

In Fig. 2 ist eine Seitenansicht einer weiteren Ausfuiirungsform eines Maskenkissens 
1 dargestellt. Bei dieser Ausfulirungsform erstreckt sich der Ralimen 8 im wesent- 
liclien in einer ebenen Rahmenaufspannflaclie f.. 

10 Das iVlaskenkissen 1 weist ebenfalls im Nasenruckendichitbereicli eine lokale Falten- 
balgstruktur 9 auf durch welche eine nachgiebige AufhSngung der Dichtlippe 3 er- 
reichtwird. 

Im vorderen Bereich c (Definition analog zur Skizze K1 in Fig.1) ist ebenfalls ein Fal- 
ls teneinzug 10 vorgesehen. Durch die derart getroffene Anordnung wird eine Adap- 
tions- und Artikulationsachse X bzw. ein Momentandrehpol definiert um welche bzw. 
welchen die Dichtlippe 3 elastisch verkippt werden kann. Die Anordnung ist hier der- 
art getroffen, daB Verkippungswinkel a im Bereich von bis zu 15" moglich sind. Die 
Dichtlippe 3 kann sich neben der Kippbewegung selbst ebenfalls entsprechend der 
20 Gesichtstektur individuell verformen. Insbesondere wird die Umfangskante u der Na- 
senaufnahmeoffnung gedehnt. 

Bei groISeren Verkippungswlnkein wird hier die Faltenbaigstruktur als Anschlagein- 
richtung wirksam und begrenzt in ebenfalls elastisch nachgiebiger Weise eine weite- 
25 res Eintauchen des Nasenruckens in das Maskenkissen 1. 

Die Faltenbaigstruktur 9 weist im Bereich des nasenrCickenseitigen Endes die groBte 
Einzugstiefe t auf. Diese Einzugstiefe nimmt bis zum vorderen Ende E der Falten- 
baigstruktur 9 allmShlich ab. 

30 

Bei der hier dargestellten AusfOhrungsform ist der Auslauf der Faltenbalgstuktur 9 
gerundet ausgebildet. In vorteilhafter Weise ist im Bereich des vorderen Endes E des 
Falteneinzuges eine Mikrofaltenstruktur e ausgebildet die einen gleichmaBigeren Ab- 

ERSATZBLATT (REGEL 26) 



wo 01/62326 



PCT/EPOO/01586 



15 

bau von Materialspannungen in diesem Bereich bewirkt. Hierdurch wird eine ver- 
besserte Haltbarkeit erreicht. 

In Fig. 3a ist eine weitere Ausftihrungsform sines Maskenkissens 1 in Verbindung 
5 mit einem lediglich angedeuteten IVlaskenkorper 12, dargesteilt. 

Auch bei dieser Ausfuhrungsform Ist eine lokale Faltenbalgstruktur 9 vorgesehen. Die 
Geometrie dieser Faltenbalgstruktur 9 ist derart gewahlt, daB die Faltenflanken 9a, 9b 
zueinander geneigt verlaufen. Insgesamt ist die Einzugstiefe t aucli hier im Bereich 
10 des nasenruckenseitgen Endes groBer als in den ubrigen Bereichen. Das Masken- 
kissen 1 definiert ebenfalls eine Adaptionsachse X die itn Bereich der Zonen c1, b2 
bzw. c auf Hdhe der NasenflUgel eines Maskenanwenders, verlauft. 

Das Maskenkissen 1 weist aufgrund der hier vorgesehenen Aufhangung der Dicht- 
15 lippe 3 an einer lokalen Faltenbalgstruktur 9 ebenfalls im Bereich der den Nasen- 
rOcken abdichtenden Zone a eine hohere Nachgiebigkeit in entgegen der Applika- 
tionsrichtung Z auf. 

In Figur 3b ist eine weitere Ansicht einer Atemmaske mit einem erfindungsgemSBen 
20 Maskenkissen 1 dargesteilt. Das Maskenkissen 1 ist hier uber einen Rahmen 8 an 
einem Maskenbasiskorper 12 befestigt. Im Bereich des den NasenrQcken abdich- 
tenden Abschnitts der Dichtlippe 3 ist hier eine Faltenbalgstruktur 9 vorgesehen. Ab- 
weichend von den vorangehend beschriebenen Ausfuhrungsformen ist hier auch die 
Umfangswandung des Maskenkissen auch im Bereich des Faltenbalgstruktur 9 dunn- 
25 wandig ausgebildet. Das Maskenkissen 1 ist unter erheblicher Weitung und Dehnung 
des Rahmens 8 auf den Maskenbasiskorper 12 aufgespannt. 

In Fig. 4 ist in Verbindung mit einer Draufsicht auf eine Halfte der Dichtlippe 3 Die 
Tragfahigkeit sowie die Nachgiebigkeit des Maskenkissensi veranschaulicht. 

30 

Die geringste Nachgiebigkeit E des Maskenkissens 1 herrscht im Bereich b. Die 
hSchste Nachgiebigkeit herrscht im Bereich a welcher den NasenrQcken und die obe- 
ren Seitenflanken der Nase des Maskenanwenders abdeckt. Im Bereich c herrscht 
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zusatzlich zur Nachgiebigkeit entgegen der Applikationsrichtung Z auch eine grQISere 
Nachgiebigkeit in radialer Richtung. 

Die Adaptionsachse A verlauft durch die Zone b hoherer Tragfahigkeit. Bei Ober- 
5 sciireiten einer vorbestimmten Eindringtiefe in das Maskenkisseni wird die Falten- 
balgstruktur in einem Bereich d als Anschlageinrichtung wirksam und verursacht hler- 
bei einen raschen Anstieg der uber die Dichtlippe 3 ubertragenen Druckkraft F wis 
dies durcli den Striclipunktiinienabsclinitl f1 angedeutet ist. 

10 Die besonderen meclianischen Eigenscliaften der Aufliangung der Dichtlippe 3 wer- 
den vorzugswelse durch die Wanddicke im Bereich der Faitenbalgstruktur 9 sowie 
durch die Einzugstiefe und Ausrichtung der Faitenbalgflanken 9a 9b (Fig. 3a) be- 
stimmt. 

15 In Fig. 5 ist eine bevorzugte Gestaltung der Wanddicken der Balgstruktur 9 darge- 
stellt. Die Befestigung des l\/iaskenkissens 1 an einem IVIaskenbaslskorper 12 erfolgt 
hier Qber eine gerundete Profilstmktur 12a die sich entlang des Rahmens 8 erstreckt. 
Bei der dargestellten Ausfuhmngsform weist diese Profilstruktur 12a einen hakeln- 
adelartigen Querschnitt auf. Zumindest abschnittsweise sind im Bereich der BerQh- 

20 rungszone zwischen Rahman 8 und MaskenbasiskQrper 12 umlaufende Profilstege 
15 vorgesehen, durch welche selbst im Falle einer erheblichen Relativbewegung eine 
sichere Abdichtung erreicht wird. 

Unterhalb des Rahmens 8 befindet sich zunachst ein dickwandiger Abschnitt 16 wel- 
25 Cher sich alimahlich zu einer ersten Balggelenkstelle 17 hin verjungt. An diese 
Balggelenkstelle 17 schlielit sich ein erster Baigflankenschenkel 9b an. Dieser 
Balgflankenschenkel 9b weist im Querschnitt Zonen unterschiedlicher Wanddicke auf 
und erstreckt sich bis zu einer Balginnengelenkstelle 1 8 die durch eine dunnwandige 
Zone definiert ist. 

30 

An die Balginnengelenkstelle 18 wiederum schlieUt sich ein zweiter Balgflanken- 
schenkel 9a an welcher ebenfalls Zonen unterschiedlicher Wanddicke aufweist. 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 



wo 01/62326 



17 



PCT/EPOO/01586 



An dem zweiten Balgflankenschenkel 9a ist letztendlich die Dichtlippe 3 aufgehangt. 
Die Dichtlippe 3 ist hier im Vergleich zur Balgstruktur 9 extrem dQnnwandig ausge- 
bildet. 

Der hier dargestellte Querschnitt des Dichtkissens entspricht qualitativ dem Dicht- 
kissenquerschnitt im Bereich der in Fig. 4 als a1 gekennzeichneten Zone. 

Im Rahman der Applikation des Maskenkissens auf das Gesicht eines Maskenan- 
wenders sitzt zunachst die Dichtlippe 3 auf dem Gesicht auf. Anschlieliend federn die 
Balgflankenschenkel 9a und 9b entsprechend der Eintauchtiefe des Nasenruckens 
wie durch die Pfeile P1 und P2 dargestellt, ein. Im Falle eines besonders tiefen Ein- 
dringens des NasenrQckens gelangt ggf. die Innenflache der Dichtlippe 3 im Bereich 
der Zone k mit der ihr zugewandten Innenflache des Balgflankenschenkels 9b in Be- 
rQhrungskontakt. Der Balgflankenschenkel 9b wiederum kann auf der ihm zuge- 
wandten AuBenflache des Balgflankenschenkels 9a aufsitzen. 

Die Kinematik der Dichtkissenaufhangung wird anhand der beigefugten Funktions- 
skizze S1 deutlich. So kann der Rahmen als feste Einspannung K1 betrachtet wer- 
den, an welcher der Balgflankenschenkel 9b an der Gelenkstelle 17 schwenkbar ge- 
lagert ist.. Die Eigenelastizitat des elastomeren Materials im Bereich der Gelenkstelle 
17 ist durch die Feder F1 symbolhaft angedeutet. 

Die Balginnengelenkstelle 18 hat ebenfalls ein eigenelastlsches Verhalten das durch 
die Feder F2 angedeutet ist. Das Loslager K2 sowie die Feder F3 sind dadurch be- 
dingt, daB es sich hier um eine raumliche, ringartige Struktur handelt die auch In ra- 
dialer Richtung Krafte aufnimmt. 

An die Gelenkstelle 18 schlieBt sich der Balgflankenschenkel 9b und an diesen die 
membranartige Dichtlippe 3, an. 

Entlang der inneren Umfangskante u ist eine Mikrodichtlippenstruktur ausgebildet 
durch welche eine dunn auslaufende Dichtkante geringfugig nach auBen vorgespannt 
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ist. Diese Mikrodichtlippenstruktur weist einen Wulstabschnitt 19 auf durch welchen 
die EinreiSfestigkeit der Dichtlippe 3 erhoht wird. 

Die Mechanik dieser IVlikrodichtlippenstruktur ist in der Skizze S1 durcli eine Fader F4 
5 und eine Gelenkstelle 20 angedeutet. Die derart elastisch aufgehangte Diclitlippe 
kann wie durcli die kleinen Pfeile angedeutet infolge des im Inneren der Maske lierr- 
schenden Maskeninnendrucks flexibel gegen die Gesichtsflache des Maskenan- 
wenders gedrangt warden. 

10 Wie BUS Fig. 6 ersichtlicK, weist das Maskenkissen 1 vorzugsweise entlang seines 
Verlaufes urn die Maskenachse Z unterscfiiedliche Querschnitte auf wie dies hiar 
skizzeniiaft angedeutet ist. 

Der Querschnitt Q1 weist eine deutliche Gelenkcharakteristik mit Anschlageigen- 
15 scliaften auf. 

Der Quersclinitt Q2 weist bereits eine geringere Gelenkcliarakteristik und einen ge- 
ringeren Falteneinzug auf. 

20 Im Bereich der Quarsclinitte Q3, Q4 tritt die Faltenbaigeigenschaft noch weiter zu- 
rQck. 

Die tioliere Tragfaliigkeit der Querschnitte Q4 und Q5 wird durcli lokale linsenartig bis 
in die Diclitlippe hinein auslaufende Verdickungen R1 , R2 erraiclit. In dan Zonan ho- 
25 her Tragfahigkeit kann ggf. wie hier geschehan, auf die Faltenbalgstruktur verzichtet 
warden. 

Die Querschnitte Q6a oder Q6b sind derart gestaltet, daB eine Nachgiebigkeit in die 
hiar angedeuteten Richtungen r1 und r2 besteht. Hierdurch wird unmitteibar neben 
30 den tragenden Zonen eine verbesserte Adaptionsfahigkeit hinsichtlich der Obarlip- 
pentektur erreicht. 
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Es ist auch mSglich, die Faltenbalgstuktur 9 dQnnwandig auszubilden. Die Kinematik 
einer derartigen Struktur ist In Fig.7 skizzenhaft dargestellt. Die membranartige Diclit- 
llppe 3 ist liier an zwei Sciienkeln (Balgflankensclienkel 9a, 9b) aufgeiiSngt. Bei die- 
ser AusfQIirungsfornn Ist aucii bel geringen iVIaskenlnnendrucken eine liolie Adap- 

5 tionsfaiiigkeit gewaiirlelstet. Durch die hier skizzenhiaft eingezeiclineten Polar- 
dlagramme ni U2 Ist das Elastizitatsverlialten unter Bezugnalime auf eine Einlielts- 
kraft fur alle Belastungswinkel dargestellt. WIe erkennbar Ist durcii die erfin- 
dungsgemalie Aufiiangung der DIchtllppe 3 nlciit nur entgegen der Applikations- 
richtung Z sondern auchi in samtliclie anderen Riclitungen eine definierte Adaptlons- 

10 fahigkeit gegeben. Die Ortsvektoren 7c1, n2, n3 und 7i4 verdeutliclien diese Nachgie- 
bigkeit im Bereicli der Balginnengelenkstelle. Die Bewegungsmogliciikeiten der Bal- 
ginnengelenkstelle 18 Qbertragen sicli (unter EinfluB der l\/laskenkissen-Umfangs- 
krafte) aucli auf den Aufiiangungsbereicli der Dichtlippe 3. 

15 In Figur 8 ist vereinfacht eine seltens eines IViaskenbasiskorpers 12 vorgeseliene 
Profilstrul<tur '2^ dargestellt, durcli welciie auf vorteiiiiafte Weise eine zuverlSssige 
Fixierung des IVlaskenkissens in Umfangsriclitung erreicht wird. Bei der dargestellten 
Ausfulirungsform sind hierzu eine Vielzahl einzelner FixiervorsprQnge 22 entlang des 
Umfangs des Maskenbaslskdrpers 12 vorgesehen. Alternativ hierzu oder aucli in 

20 Komblnation mlt dieser l\/laSnalime ist es aucli mogllch, weitere Fixiereinrichtungen 
Insbesondere zapfenartige VorsprOnge, vorzuselien. 

In Fig. 9 Ist stark vereinfacht der Aufbau eines Formwerkzeuges zur Herstellung des 
Maskenbaslskorpers 12 dargestellt. Aufgrund der Durchbrechung des Umfangs- 
25 wulstes 23 Im Berelch der jewelligen Gurtschlaufen wIrd es mbglich die Gurtschlaufen 
Integral mlt dem [\/laskenbasisk6rper 12 zu Sprltzen ohne daB hierbei Bedarf nach 
Formschiebern besteht. 

Bei der hier skizzierten Ausfuhrungsform des l\/laskenbasiskorpers 12 ist parallel zu 
30 einem Atemgaskanal 24 ein Nebenkanal 25 vorgesehen uber welchen beispielswelse 
eine Druckmessung erfolgen kann ohne daB hierbei Querschnittsverengungen auftre- 
ten. 
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Das Werkzeug ist hier dreiteilig aufgebaut und umfaBt eine obere Werkzeughalfte 26, 
eine untere Kernwerkzeughalfte 27 und einen Formschieber 28 welcher in Richtung 
r3 von dem Atemgaskanal 24 abziehbar ist. 

Obgleich die Erfindung vorangehend unter Bezugnalime auf bevorzugte Ausfuh- 
rungsbeispiele besclirieben wurde bei welchen ein einziger Falteneinzug vorgesehen 
ist welclier sicfi nicht urn den gesamten Umfang des Maskenl<issens erstreckt, ist die 
Erfindung niclit auf derartige Ausfiiiirungsbeispiele beschrankt. 

Beispielsweise ist as mbglich die Faltenbalgstruktur mit meiireren Falteneinzugen 
auszustatten von welclien sicfi ggf. einer Oder mehrere urn den gesamten Umfang 
des Maskenkissens erstrecken. 

Ein Beispiel fur eine entsprechende Querschnittsgestaltung Ist In Fig. 10 dargestellt. 
Das filer an einem nur absclinlttsweise angedeuteten Maskenbaslskfirper 12 uber 
eine im Querschnitt hakelnadelartige Umfangswulststruktur befestlgte Maskenklssen 
1 weist zwei iokale FalteneinzQge 39, 49 auf. Die Wandung dleser iokalen Falten- 
elnzijge 39, 49 Ist Im Hlnblicl< auf eine definierte Gelenk- und Nachgiebigkeits- 
cliarakteristlk abgestlmmt. 

Die Dichtlippe 3 Ist bei dieser Ausfiihrungsfomn vergleichsweise dickwandig ausge- 
bildet. Dleser Querschnitt eignet sicii insbesondere fur Siilkonkautschukmaterial mit 
auBerst geringer Shoreliarte. 

Die in Fig. 11 dargestellte Atemmaske umfaBt einen aus einem vorzugsweise voil- 
transparenten, tliermoplastischen Kunststoffmaterial gefertigten Maskenbasiskorper 
12. In einem in Applikationsposition der Maske dem Stirnbereicln des Maskenan- 
wenders benaclibarten Wandungsabschnitt ist ein AnscliluBstutzen 60 vorgesehien, 
welcher hier einen Polygon-Querschnitt aufweist. 

Ober eine, hier nicht sichtbare, Umfangswulststruktur ist an dem IVlaskenbasiskorper 
12 die DIchtklsseneinrichtung 3 befestigt. Die Dichtkissenelnrichtung 3 weist eine lo- 
kal vom oberen Endberelch bis zu einer Adaptionsachse A verlaufende Faltenbalg- 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 



wo 01/62326 



PCT/EPOO/01586 



21 

struktur auf. Im Bereich der Adaptionsachse A sind zu beiden Seiten des Dichtkis- 
sens Zonen hoherer TragfShigkeit ausgebildet, die durch dickwandigere und sphS- 
risch gewolbte Zonen der Dichtkisseneinrichtung gebildet sind. 

5 Zur Anbringung der Atemmaske auf dam Gesictit eines Maskenanwenders sind zu 
beiden Seiten der IVIaske Befestigungseinricfitungen 61 vorgesehen, uber welche ein 
Kopfband mit der Atemmaske gekoppelt werden kann. 

Der Maskenkorper 12 ist auf seiner Oberseite mit einem Vorsprung 62 versehen, 
10 durcii welcfien der IVIaskenkorper insgesamt ausgesteift wird, wodurch sich ein ver- 
bessertes KSrperscliallverhalten ergibt. 

Ebenfalls im Bereicli der Oberseite des Maskenkorpers 12 sind eine Vielzahl AusiaB- 
offnungen 63, 64 vorgesehen, uber welche eine gerauscharme, gerlchtete AbstrS- 

15 mung von teilweise verbrauchter Atemlufl aus dem Inneren der l\/laske erfolgen kann. 
Die Abstromung dieses Leckagegasstromes wird durch eine spoilerartig ausgebildete 
AbrilSkante 65 unterstQtzt. Die Offnungen 64 strahlen Im wesentllchen entlang der 
durch den Pfeil PI gekennzeichneten Richtung. Die Offnungen 63, die auch auf der 
hier nicht sichtbaren, gegenQberliegenden Seite des Vorsprunges 62 vorgesehen 

' 20 sind, strahlen In die Richtungen P2 und P3. 

In Fig. 12 ist die Atemmaske gem. Fig. 1 1 aus einer schrag von unten auf die Zone 4 
hoher Tragfahigkeit gerichteten Blickrichtung dargestellt. Erkennbar ist hier neben der 
lokalen Faltenbaigstruktur 9 auch der auf dem Gesicht des IVIaskenanwenders auf- 
25 sitzende Bereich der Dichtlippe 3. Im Bereich der Zone a zeichnet sich die Maske 
durch eine hohe Adaptionsfahigkeit an unterschiedliche NasenrQckenhohen aus. In 
den Zonen b1 und b2 stiitzt sich das Maskenkissen 1 definiert auf dem Gesicht des 
Maskenanwenders ab. Im Bereich c wiederum herrscht eine hohere Nachgiebigkeit 
und hohere Adaptionsfahigkeit an unterschiedliche Oberllppentekturen. 

30 

Ist das Maskenkissen derart gestaltet, dali sich Infolge des Im Rahmen einer Ober- 
druckbeatmung ergebenden Maskeninnendrucks eine Entlastung Im Bereich der Zo- 
nen b1 und b2 ergibt. Die Flachenpressung des Maskenkissens Im Bereich der Zo- 
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nen a und c wird im wesentlichen durch den Maskeninnendruck bestimmt. In Um- 
fangsrichtung weist das Dichtkissen 1 eine hohe radiale Steifigkeit auf, wodurch die 
Oszillatiohsneigung des Dichtkissens bei alternierenden BeatmungsdrQcken deutlich 
reduziert ist. 

5 

In Fig. 13 ist stark vereinfaciit eine Schnittansicht durcfi den auf der Oberlippe 70 ei- 
nes IVlaskenanwenders aufsitzenden Bereich der Dichtlippeneinrichtung 3 dargestellt. 
In einem Ubergangsbereicti von der Dichtkisseneinriclitung in den Hartsclialenkorper 
12 ist eine derartige Gestaltung der Querscfinitte von Dichtkisseneinrichtung 3 und 
10 Hartsclialenkorper 12 getroffen, daS sicli ein im wesentliclien glatter Ubergang der 
jeweiligen Innenflachen ergibt. Hierdurcli wird unmittelbar im Bereich der Nasenoff- 
nungen des Maskenanwenders ein gQnstiger Stromungsweg gewahrlelstet. 

WIe angedeutet dargestellt, ist auch hier eine lokale Faltenbalgstruktur 66 vorge- 
15 sehen, durch weiche eine verbesserte Adaptionsfahigkeit an unterschiedliche Ober- 
lippentekturen gewahrleistet ist. 

In Fig. 14a ist abschnittsweise der Obergangsbereich zwischen dem Hartschalen- 
korper 12 und der Dichtkisseneinrichtung 1 dargestellt. Unmittelbar in die Dichtkissen- 
20 einrichtung 1 ist eine Leckageoffnung 67 eingeformt, die hier einen sich in Austritts- 
richtung verjQngenden Querschnitt aufweist. Die Querschnitte dieser Leckageoffnung 
67 weisen vorzugsweise die in Fig. 15 skizzierte Gestalt auf. 

In Fig. I4b ist eine weitere Ausfiihrungsform einer in die Dichtkisseneinrichtung 1 in- 
25 tegrierten Leckageoffnung 68 dargestellt. Bei der hier gezeigten Ausfuhrungsform 
erstreckt sich eine durch den Hartschalenkorper 12 gebildete Wandung in den Stro- 
mungsweg hinein. Diese Ausfuhrungsform lalit sich in besonders vorteilhafter Weise 
reinigen, da nach Abnahme der Dichtkisseneinrichtung 1 von dem Hartschalenkorper 
12 der Stromungsweg groliflachig freiliegt. In der unmittelbar nebenstehend gezeig- 
30 ten Skizze ist eine Ansicht dieses Dichtkissendetails aus der als x1 gekennzeichneten 
Blickrichtung gezeigt. Wie erkennbar, erstreckt sich der unter der Umfangswulst 12a 
des Hartschalenkorpers 12 teilweise in die in der Dichtkisseneinrichtung 1 gebildete 
Ausnehmung 69 hinein. 
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Gem. der in Fig. 14c dargestellten Ausfuhrungsform ist im Bereich einer Trennfuge 
zwischen Hartschaienkorper 12 und Dichtkisseneinrichtung 1 in dem Hartschalen- 
korper ein Rinnenabschnitt 70 ausgebildet, uber welchen eine Gasabstromung, wie 
5 durch Strichpuni^tlinien angedeutet, erfolgen kann. Der Austrittsbereich des Rinnen- 
abschnitts 70 mundet, wie hier dargestellt, in einen durcli die Dichtkisseneinrichtung 3 
und den Hartsciialenkorper 12 gemeinsam definierten AuslaBkanal 71. 

Bel der gem. Fig. 14d dargestellten Ausfuhrungsform ist in dem Hartschaienkorper 12 
10 wenigstens ein AuslaBkanal 72 vorgesehen, der in einen fluohtenden, in der Dich- 
tungseinrichtung 1 ausgebildeten AblaBkanal 73 Qbergeht. 

In Fig. 14e ist eine Ausfiihrungsfonn einer Leckageeinrichtung dargestellt, bei wel- 
cher ein mit der Dichtkisseneinrichtung 1 integraler Wandungsabschnitt 74 von innen 
15 an einen AuslaBoffnungsbereich 75 des Hartschalenkorpers 12 herangefQhrt ist. Die- 
ser Wandungsabschnitt 74 ist hier mit einer Auslalioffnung 67 versehen, die sich in 
Austrittsrichtung konisch verjQngt und koaxial zu einer vorzugsweise erheblich groBe- 
ren AuslaBSffnung 75a angeordnet ist. 

20 Die in Verbindung mit den Fig. 14a bis 14e beschriebenen Stromungswege weisen 
vorzugsweise wenigstens einen der in Fig. 15 skizzierten Querschnitte auf. 

In Fig. 16 ist ein bevorzugter Anbringungsort fur die gemeinsam mit der Dichtkissen- 
einrichtung 1 Oder auch separat hiervon vorgesehenen Abstromoffnungen angedeu- 
25 tet. Vorzugsweise erfolgt die Abstromung im Bereich der Zone c in Kombination mit 
den Zonen b1 und b2, wobei jedoch im Bereich c vorzugsweise groBere Volumen- 
strdme zugelassen sind. 

30 
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Patentanspriiche 

5 

1. Dichtlippeneinrichtung fur eine Atemmaske mit einer Aufnahmeoffnung zur 
Aufnahme wenigstens des Nasenspitzenbereiches eines Maskenanwenders, einer 
aus einem elastomeren Material gebildeten, urn die Aufnahmeoffnung umlaufenden 
und den NasenrQcken Qberquerenden Dichtlippe die eine zur Auflage auf dem Ge- 

10 sicht eines Maskenanwenders vorgesehenen Auflagezone aufweist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daQ, die Diclitlippe (3) derart elastiscli nacligiebig angeordnet ist, da& 
sicii fur die, den Bereicli des NasenrQckens abdichtende Dicfitlippenzone (a) eine 
hohere Nachgiebigkeit ergibt als fur die Dicfitlippenzone (b1, b2; c) welche in Appli- 
kationspdsition der Atemmaske den Nasenfliigeln und/oder der Oberlippe eines 

15 Maskenanwenders benachbart ist. 

2. Dichtlippeneinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS die 
Dichtlippen (3) im Bereich einer zur Abdichtung des NasenrQckenbereichs vorgese- 
henen Zone (a) an einer Faltenbalgstruktur (9) aufgehangt ist. 

20 

3. Dichtlippeneinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daS 
die Faltenbalgstruktur (9) eine Anschlageinrichtung bildet. 

4. Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens einem der AnsprGche 1 bis 3, dadurch 
25 gekennzeichnet, daR die Faltenbalgstruktur (9) eine durch unterschiedliche Wand- 

starken definierte Gelenkcharakteristik aufweist. 

5. Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens einem der AnsprClche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Faltenbalgstruktur (9) mehrere Falteneinzuge aufweist. 

30 

6. Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens einem der AnsprQche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daR wenigstens ein Falteneinzug sich vom Nasenruckenbereich bis 
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in einen, in Gebraucfisposition der Maske den Nasenfiugein benaciibarten Bereich 
hinein erstreckt. 

7. Diclitlippeneinrlchtung nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurcli 
gekennzeichnet, daQ> wenigstens ein Falteneinzug sich um den gesamten Umfang 
der Diclntlippeneinrichtung herum erstreckt. 

8. Dichtllppeneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruclie 1 bis 7, dadurcli 
gekennzeiclinet, daB die, auf die Applikationsrichtung (Z) bezogene Nachgiebigkeit 
der Diclitlippe (3) derart abgestimmt ist, da(i sicli im Nasenfliigei- oder Oberlippenbe- 
reich eine Artikulationsachse (X, A) ergibt. 

9. Dichtiippeneinrichtung nacli wenigstens einem der AnsprQche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeiciinet, dali in dem, den Nasenfiugein oder der Oberlippe benachbarten Be- 
reich der Dichtlippe (3) Zonen (4) hoherer Tragfahigkeit ausgebildet sind. 

10. Diclitlippeneinriclitung nacli wenigstens einem der Anspruclie 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dafS die Zonen hoherer Tragfahigkeit durch lokal verdickte Zonen 
der Dichtlippe (3) gebildet sind. 

11. Dichtiippeneinrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daft sich die lokal verdickten Zonen (4) uber eine in die Dicht- 
lippe (3) eingeformte StGtzstruktur auf einer Maskenrahmenzone abstutzen. 

12. Dichtiippeneinrichtung nach wenigstens einem der AnsprQche 1 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, dali die Zonen (4) hoherer Tragfahigkeit Pad-artig ausgebildet 
sind. 

13. Dichtiippeneinrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, dali die Zonen (4) hoherer Tragfahigkeit im Bereich der Ge- 
sichtskontaktzone jeweils eine im wesentlichen mondsichelfomiige Gestalt aufweisen. 
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14. Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 13, da- 
durch gekennzeichnet, dali im Bereich der Oberlippe in einem zwischen den Zonen 
(4) hoherer Tragfahigkeit liegenden Bereich eine Zone (c) fioher Nachgiebigkeit in 
und entgegen der Appiikationsrichtung ausgebildet ist. 

15. DichtUppeneinrlcfitung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, da& die Dichtlippeneinrichtung (1) an einem IVIaskenbasis- 
kSrper (12) angebracht ist. 

16. Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 15, da- 
durch gekennzeichnet, dali der Maskenbasiskorper (12) durch eine Hartschaie gebil- 
det ist. 

17. Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens einem der AnsprQche 1 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet, daS die Hartschaie einen zum Stirnbereich weisenden Lei- 
tungsanschlulS (60) aufweist. 

18. Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 17, da- 
durch gekennzeichnet, daS eine Koppelungsstruktur vorgesehen ist, zur Koppelung 
der Dichtlippeneinrichtung (3) mit der Hartschaie (12). 

19. Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 18, da- 
durch gekennzeichnet, daR, die Koppelungsstruktur seitens der Hartschaie einen 
Umfangswulstabschnitt (12a) und seitens der Dichtlippeneinrichtung einen Rahmen- 
abschnitt (8) mit einem komplementaren Aufnahmefalz aufweist. 

20. Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 19, da- 
durch gekennzeichnet, daB Mittel (22) vorgesehen sind zur Fixierung der Position der 
Dichtlippeneinrichtung (3) gegeniiber der Hartschaie in Umfangsrichtung. 

21. Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 20, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Dichtlippeneinrichtung (3) eine Vorspannung veriie- 
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hen ist die durch elastische Verformung bei der Koppelung mit der Hartschale er- 
reichtwird. 

22. Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens einem der AnsprQche 1 bis 21, da- 
durch gekennzeichnet, da(i der Ralimenabsclinitt (8) im wesentliciien in einer Ebene 
(f) veriauft. 

23. Diciitlippeneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 22, da- 
durch gekennzeichnet, dali der Rahmenabschnitt (8) einen im Bereich der Artikuiati- 
onsachse (X,A) zur Zone hoher Tragfahigkeit (4) vordringenden Verlauf aulweist. 

24. Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 23, da- 
durch gekennzeichnet, dali die Wanddicke der dunnen Zone der Dichtiippe (3) im 
Bereich von 0,65 bis 1,85 mm liegt. 

25. Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 24, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Wanddicke der Zone hoher Tragfahigkeit im Bereich 
von 0,80 bis 4mm liegt. 

26. Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 25, da- 
durch gekennzeichnet, dali die Zone (4) hoher Tragfahigkeit eine andere Farbung 
aufweist als die dunnwandigere Zone. 

27. Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 26, da- 
durch gekennzeichnet, daC die Zone (4) hoher Tragfahigkeit durch zwei vom unteren 
Eckbereich des Rahmenabschnittes aufragende und in die Dichtiippe als flache 
Schenkel ausflielSende elastomere Abschnitte (5) gebildetist. 

28. Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 27, da- 
durch gekennzeichnet, daU die Dichtiippe (3) aus einem elastomeren Material insbe- 
sondere Silikonkautschuk gebildet ist. 
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29. Atemmaske mit einem Maskenbasiskorper, einer Dichtlippeneinrichtung mit 
einer AufriahmeSffnung zur Aufnahme wenigstens des Nasenspitzenbereiches eines 
Maskenanwenders, einer aus einem elastomeren Material gebildeten, urn die Auf- 
nahmeoffnung umlaufenden und den Nasenriicken uberquerenden Dichtlippe die 
5 eine zur Auflage auf dem Gesicht eines Maskenanwenders vorgesehenen Auflage- 
zone aufweist, dadurch gekennzeichnet, da(3. die Dichtlippe derart elastiscli naciigie- 
big angeordnet ist, daB sicli im Bereicli des Nasenriickens eine fiohere Naciigiebig- 
keit ergibt als im Bereich der Nasenflugel und/oder der Oberlippe. 

10 30. Atemmaske nach Anspruch 29, dadurcli gekennzeiclinet, daB die Hartschiale 
an die Diclitlippeneinriclntung angespritzt ist. 

31 . Verfahren zur Herstellung einer Diclitlippeneinrichtung fQr eine Atemmaske bei 
welchem ein elastomeres Material in einen durch ein Formwerkzeug gebildeten 
15 Formraum eingebracht wird, In dem Formraum zumindest teilweise abbindet und 
nach Offnen des Formwerkzeuges aus diesem entnommen^ wird, dadurch gekenn- 
zeichnet, dali das elastomere Material in zwei zeitlich abfolgenden Schritten in den 
entsprechenden Formraum eingebracht wird. 

20 32. Verfahren nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, dali eine Tragerstruk- 
tur der Dichtlippeneinrichtung und eine dOnnwandige Zone der Dichtlippe in zeitlich 
separaten Schritten gebildet werden. 

33. Verfahren nach Anspruch 31 Oder 32, dadurch gekennzeichnet, daB die Tra- 
25 gerstruktur in einem ersten Spritzschritt und die dGnnwandige Zone in einem nachfol- 

genden zweiten Spritzschritt gebildet wird. 

34. Verfahren nach wenigstens einem der Anspruche 31 bis 33, dadurch gekenn- 
zeichnet, dali zur Bildung der dQnnwandigen Zone ein, eine DichtlippenauBenseite 

30 begrenzendes Formwerkzeug von einem eine Dichtlippeninnenseite begrenzenden 
Kern abgehoben wird. 
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35. Verfahren nach wenigstens einem der Anspriiche 31 bis 34, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft die Tragerstrulrtur durch einen Formraum gebildet wird derdurch einen, 
eine Dichtlippeninnenseite begrenzenden Kern und ein AuBenwerkzeug definiert ist, 
und daft zur Bildung der er dQnnwandigen Zone der Diclitlippe das Au&enwerl<zeug 

5 gewechselt wird und ansclilieliend das zur Bildung der dOnnen Zone vorgeseiiene 
IVIaterial in dem fur die dunnwandige Zone vorgesehenen Formraum abbindet. 

36. Formwerkzeug zur Herstellung einer Dichtlippeneinrichtung nach wenigstens 
einem der Anspriiche 1 bis 29, gel^ennzeichnet durch eine Formkerneinrichtung die 

10 im Zusammenspiel mit einem Fomriaulienwerkzeug einen Formraum mit einem Fal- 
tenabschnitt definiert. 

37. Formwerkzeug nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, daft das Fomi- 
auBenwerkzeug mehrteilig ausgebildet ist. 

15 

38. Formwerkzeug nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, daft die dem 
IVIaskenanwender zugewandte Dichtlippenauftenseite durch einen Auftenformwerk- 
zeugabschnitt im Zusammenspiel mit der Fomikerneinrichtung gebildet ist, wobei der 
AuSenformwerkzeugabschnitt eine umlaufende Formraumrinne aufweist welche die 

20 Dichtlippenauftenseite definiert. 

39. Formwerkzeug nach wenigstens einem der Anspriiche 36 bis 38, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft die Auftenkante der Formraumrinne sich im Bereich der auBeren 
Umfangskante der Dichtlippe erstreckt. 

25 

40. Atemmaske mit einem Maskenkorper (12) und einer Dichtkisseneinrichtung 
(1), die aus einem elastomeren iViaterial gebildet ist und im Zusammenspiel mit dem 
Maskenkorper (12) einen iVIaskeninnenraum begrenzt und einer Auslafteinrichtung 
zur Ableitung von zumindest teilweise verbrauchtem Atemgas aus dem Maskeninnen- 

30 raum, dadurch gekennzeichnet, daft die Auslafteinrichtung einen Stromungswegab- 
schnitt (67, 68, 69, 70; 73, 72) aufweist, der zumindest teilweise durch die Dichtkis- 
seneinrichtung (1) definiert ist. 
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41. Atemmaske nach Anspruch 41, dadurch gekennzeichnet, daB der Maskenkor- 
per durch eine Hartschale gebildet ist. 

42. Atemmaske nach Anspruch 40 oder 41, dadurch gekennzeichnet, daB die 
5 Dichtkisseneinrichtung (1 ) aus einem Silikonkautschukmaterial gebildet ist. 

43. Atemmaske nach wenigstens einem der Anspruche 40 bis 42, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS der Stromungswegabschnitt durch eine in die Dichtkisseneinrich- 
tung (1) eingefcrmte Offnung (67, 68) gebildet ist. 

10 

44. Atemmaske nach wenigstens einem der AnsprQche 40 bis 43, dadurch ge- 
kennzeichnet, dali der StrSmungswegabschnitt durch eine in den I\/Iaskenk6rper (12) 
eingeformte Rinne (70) gebildet ist. 

15 45. Atemmaske nach wenigstens einem der Anspruche 40 bis 44, dadurch ge- 
kennzeichnet, dali der Stromungswegabschnitt sich in einem Bereich oberhaib eines 
Umfangswulstes (12a) des !\/laskenk6rpers (12) befindet und mit einer in dem Mas- 
kenkorper (12) ausgebildeten Offnung (72) zumindest teilweise fluchtet. 

20 46. Atemmaske nach wenigstens einem der Anspruche 40 bis 45, dadurch ge- 
kennzeichnet, daij an der Dichtkisseneinrichtung (1) ein sich in den l\/laskeninnen- 
raum einwarts erstreckender Abschnitt (74) vorgesehen ist, in welchem wenigstens 
eine AusiaBdffnung (67) ausgebildet ist. 
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Feld I Bemerkungen zu den AnsprOchen, die sich als nicht recherchieibar erwtesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1 ) 



Gemas Artll<el 1 7(2)a) wurde aus folgenden GrOnden fflr bestlmmte AnspriJohe l«in Hecherehenbericht erstellc 
1. rn AnsprOcheNr. 

well sis sich auf Qegenstande beziehen, zu deren Recherclie die BehSrde nicht verpflichtet ist, namlich 



2. Q AnsprOchB Nr. 

well sie sich auf Teile der intamatlonalen Anmeldung beziehen, die den voigeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, 
da6 eine sinnvolle Internationale Recherche nicht durchgefQhrt werden liann, nemllch 



I. I I Ansprflche Nr. 

well es sich dabei urn abhSngige Anspruche handelt, dia nicht enlsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt sind. 



Feld 1 1 Bemerkungen bei mangelnder Einheltlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1 ) 



Die Internationale Ri 



> I I Da fOr alia racheichierfaaren AnsprOche die Recheivhe ohne einen Aifaeitsaufwand duichgefOhrt werden lunnta, der eine 
' — ' zusatdlche RecheichsngebQhr gerachtfertlgt hatte, hat die BahSrde nicht zur Zahlung einar solchen GebOhr aufgefordart. 



L Da der Anmelder nurelnlge der erforderilchenzusatziichenReoherchengabOhrenrechtzeitigentriohtet hat, erstratskt sich di 
■ — I intemationale Recherchenbericht nur auf die AnsprOche, fQr die GebOhren entrichtet worden sind, namUch auf die 
Ansprilche Nr. 



Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs |^ Die zusStzllchen GebOhren wurden vom Anmelder unter Wklerspruch gezahit 
[ [ Die Zahlung zuaatzlicher RecherchengebQhren erfolgte ohne Widerspaich. 
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Dichtlippeneinrichtung fur eine Atemnaske, mit Dichtlippe 
aus el astomerem Material, dadurch gekennzeichnet, daB sich 
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ergibt sowie Atemnaske mit solch einer 
Dichtlippeneinrichtung und Formwerkzeug zu deren Herstellung 
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Verfahren zur Herstellung einer Dichtlippeneinrichtung fur 
eine Atemnaske bei welchem ein elastomeres Material in einen 
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elastomere Material in zwei zeitlich abfolgenden Schritten 
in den Fomiraum eingebracht wird. 



3. Anspruche: 40-46 

Atemnaske mit Dichtkisseneinrichtung aus el astomerem 
Material und einer AuslaBeinrichtung 
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